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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の第１領域に対し、第１有機材料と第１溶媒とを含み、増粘率が３．３以上のイン
クの第１インクを塗布する第１塗布ステップと、
　前記第１インク中の前記第１溶媒を大気圧未満の第１気圧下で蒸発させ、前記第１イン
クを乾燥させて第１有機膜を形成する第１乾燥ステップとを有する
　有機膜の製造方法。
　但し前記増粘率は、インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度の２
倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とする。
【請求項２】
　前記第１乾燥ステップでは、減圧装置内にて前記第１溶媒を蒸発させる
　請求項１に記載の有機膜の製造方法。
【請求項３】
　前記第１乾燥ステップでは、前記第１溶媒の乾燥時間を２分以上１０分以下とする
　請求項１または２に記載の有機膜の製造方法。
【請求項４】
　前記第１乾燥ステップでは、前記第１気圧を０．０１Ｐａ以上１０１３ｈＰａ未満の範
囲とする
　請求項１～３のいずれかに記載の有機膜の製造方法。
【請求項５】
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　前記基材の前記第１領域と異なる第２領域に対し、第２有機材料と第２溶媒とを含み、
前記増粘率が３．２以下の第２インクを塗布する第２塗布ステップと、
　前記第２インク中の前記第２溶媒を大気圧以上の第２気圧下で蒸発させ、前記第２イン
クを乾燥させて第２有機膜を形成する第２乾燥ステップとを有する
　請求項１～４のいずれかに記載の有機膜の製造方法。
【請求項６】
　前記第２乾燥ステップでは、前記第２溶媒の乾燥時間を２０分以上とする
　請求項５に記載の有機膜の製造方法。
【請求項７】
　前記第２気圧を１０１３ｈＰａ以上２０００ｈＰａ以下の範囲とする
　請求項５または６に記載の有機膜の製造方法。
【請求項８】
　前記第１塗布ステップ前において、
　前記基材の前記第１領域に対し、第３有機材料と第３溶媒とを含む第３インクを塗布す
る第３塗布ステップと、
　前記第３インクの前記増粘率が３．２以下である場合には大気圧以上の気圧下で前記溶
媒を蒸発させて第３有機膜を形成し、前記第３インクの前記増粘率が３．３以上のインク
である場合には大気圧未満の気圧下で前記溶媒を蒸発させて第３有機膜を形成する第３乾
燥ステップとを有する
　請求項１～４のいずれかに記載の有機膜の製造方法。
【請求項９】
　前記増粘率が３．３以上のインクのインクに含まれる前記有機材料の分子量は、前記増
粘率が３．２以下のインクに含まれる前記有機材料の分子量よりも高分子量である
　請求項５～８のいずれかに記載の有機膜の製造方法。
【請求項１０】
　基材に対し、有機材料と溶媒を含むインクを塗布するインク塗布ステップと、前記塗布
した前記インク中の前記溶媒を乾燥させて有機膜を形成する乾燥ステップとを有する有機
膜の製造方法であって、
　前記乾燥ステップでは、
　前記インクの増粘率が３．２以下である第１の場合には大気圧以上の気圧下で前記溶媒
を乾燥し、
　前記インクの増粘率が３．３以上のインクである第２の場合には大気圧未満の気圧下で
前記溶媒を乾燥する
　有機膜の製造方法。
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が乾燥前のインクの初期有機材料濃度
の２倍に達したときのインク粘度μと、乾燥前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とす
る。
【請求項１１】
　基板の表面に複数の第１電極を形成する第１電極形成ステップと、前記基板の表面に、
前記各第１電極の形成位置に合わせて複数の開口部を有する隔壁を形成する隔壁形成ステ
ップと、前記各開口部の内部に有機材料と溶媒とを含むインクを塗布し、前記溶媒を蒸発
させて有機発光層を形成する有機発光層形成ステップと、前記有機発光層の上に第２電極
を形成する第２電極形成ステップとを有する有機ＥＬパネルの製造方法であって、
　前記有機発光層形成ステップは、
　前記開口部の内、第１開口部の内部に対し、第１有機材料と第１溶媒とを含み、増粘率
が３．３以上のインクの第１インクを塗布する第１インク塗布ステップと、
　前記第１インク中の前記第１溶媒を大気圧未満の第１気圧下で蒸発させ、前記第１イン
クを乾燥させて第１有機膜を形成する第１インク乾燥ステップとを有する
　有機ＥＬパネルの製造方法。
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度
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の２倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とす
る。
【請求項１２】
　前記第１インク乾燥ステップでは、減圧装置内にて前記第１溶媒を蒸発させる
　請求項１１に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１３】
　前記第１インク乾燥ステップでは、前記第１溶媒の乾燥時間を２分以上１０分以下とす
る
　請求項１１または１２に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１４】
　前記第１インク乾燥ステップでは、前記第１気圧を０．０１Ｐａ以上１０１３ｈＰａ未
満の範囲とする
　請求項１１～１３のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１５】
　前記有機発光層形成ステップは、
　前記開口部の内、前記第１開口部と異なる第２開口部の内部に対し、第２有機材料と第
２溶媒とを含み、増粘率が３．２以下の第２インクを塗布する第２インク塗布ステップと
、
　前記第２インク中の前記第２溶媒を大気圧以上の第２気圧下で蒸発させ、前記第２イン
クを乾燥させて第２有機膜を形成する第２インク乾燥ステップとを有する
　請求項１０～１３のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１６】
　前記第２インク乾燥ステップでは、前記第２気圧を１０１３ｈＰａ以上２０００ｈＰａ
以下の範囲とする
　請求項１５に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１７】
　前記第２インク乾燥ステップでは、前記第２溶媒の乾燥時間を２０分以上とする
　請求項１５または１６に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１８】
　前記第１インクに含まれる前記有機材料の分子量は、前記第２インクに含まれる前記有
機材料の分子量よりも高分子量である
　請求項１５～１７のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１９】
　前記隔壁形成ステップと前記有機発光層形成ステップとの間に、前記各開口部の内部に
第３有機材料と第３溶媒とを含む第３インクを塗布し、第３溶媒を蒸発させて有機機能層
を形成する有機機能層形成ステップを有し、
　前記有機機能層形成ステップでは、
　前記第３インクの前記増粘率が３．３以上のインクである第１の場合には大気圧未満の
第１気圧下で前記溶媒を蒸発させ、
　前記第３インクの前記増粘率が３．２以下である第２の場合には大気圧以上の第２気圧
下で前記溶媒を蒸発させる
　請求項１１～１８のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項２０】
　基板の表面に複数の第１電極を形成する第１電極形成ステップと、前記基板の表面に、
前記各第１電極の形成位置に合わせて複数の開口部を有する隔壁を形成する隔壁形成ステ
ップと、前記各開口部の内部に有機機能材料と溶媒とを含むインクを塗布して有機機能層
を形成する有機機能層形成ステップと、前記有機機能層の上に有機発光層を形成する有機
発光層形成ステップと、前記有機膜の上に第２電極を形成する第２電極形成ステップとを
有する有機ＥＬパネルの製造方法であって、
　前記有機機能層形成ステップでは、
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　前記インクの前記増粘率が３．３以上のインクである場合には大気圧未満の第１気圧下
で前記溶媒を蒸発させ、
前記インクの前記増粘率が３．２以下である場合には大気圧以上の第２気圧下で前記溶媒
を蒸発させる
　有機ＥＬパネルの製造方法。
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度
の２倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とす
る。
【請求項２１】
　基材に対し、有機材料と溶媒を含むインクを塗布するインク塗布ステップと、前記塗布
した前記インク中の前記溶媒を乾燥させて有機膜を形成する乾燥ステップとを有する有機
膜の製造方法であって、
　前記乾燥ステップでは、
　前記インクの増粘率に応じて、前記溶媒を乾燥させる雰囲気中の気圧を設定し、
　前記増粘率に応じた雰囲気中の気圧設定は、１．５～３．２の範囲の増粘率において、
自然乾燥による気圧に設定し、３．３～４．０の範囲の増粘率において強制乾燥による気
圧に設定し、３．２～３．３の範囲の増粘率において、自然乾燥又は強制乾燥の何れかに
よる気圧に設定することでなされる
　　有機膜の製造方法。
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が乾燥前のインクの初期有機材料濃度
よりも高濃度に達したときのインク粘度μと、乾燥前の初期インク粘度μ０との比μ／μ
０とする。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機膜の製造方法と有機ＥＬパネルの製造方法に関し、特にウエットプロセ
スで機能膜を形成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬパネルやＴＦＴ基板等のデバイスにおいては、特定の機能を発揮するための有
機膜が用いられる。このような有機膜の例としては、有機ＥＬパネルにおける有機発光層
や、ＴＦＴ基板における有機半導体層等が挙げられる。
　現在、パネルや基板の大型化が進み、有機膜を効率よく形成する手法として、有機材料
を含むインクをインクジェット法等のウエットプロセスで塗布して形成する試みがなされ
ている。ウエットプロセスでは有機膜を目的位置に塗り分ける際の位置精度が基本的に基
板サイズに依存せず、パネルの大型化への技術的障壁が比較的低いというメリットがある
。
【０００３】
　代表的なインクジェット法によるウエットプロセスでは、開口部を有するように隔壁を
設けた塗布対象基板を作業テーブルに載置し、塗布対象基板に対してインクヘッドを相対
的に走査する。そしてインクヘッドのノズルより開口部にインクを滴下する（特許文献１
を参照）。この滴下したインクの溶媒を蒸発させることで、開口部内に機能膜を形成する
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１６６４８５号公報
【特許文献２】特開２０００－２０８２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　有機ＥＬパネルやＴＦＴ基板等のデバイスにおいて、有機膜の機能を十分に発揮させる
ためには、膜厚が均一な有機膜を形成することが重要である。
　ところが現在のウエットプロセスで有機膜を形成する場合、乾燥時に粘度が高まり易い
インクを用いると、膜厚が均一な有機膜を形成することが難しい場合がある。
　本発明は、乾燥時に粘度が高まり易いインクをウエットプロセスで塗布し、有機膜を製
造する場合において、均一な膜厚を有する有機膜の製造を期待できる有機膜の製造方法と
有機ＥＬパネルの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様における有機膜の製造方法は、基材の第１領
域に対し、第１有機材料と第１溶媒とを含み、増粘率が３．３以上のインクの第１インク
を塗布する第１塗布ステップと、前記第１インク中の前記第１溶媒を大気圧未満の第１気
圧下で蒸発させ、前記第１インクを乾燥させて第１有機膜を形成する第１乾燥ステップと
を有する有機膜の製造方法とする。
【０００７】
　但し前記増粘率は、インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度の２
倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様に係る有機膜の製造方法によれば、乾燥時に粘度が高まり易いインクを
用いてウエットプロセスで有機膜を製造する場合において、均一な膜厚の有機膜の製造を
期待できる有機膜の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態に係る有機ＥＬパネル３０の概略構成を示す断面図と正面図である。
【図２】有機ＥＬパネル３０の製造ステップを示す図である。
【図３】有機ＥＬパネル３０の製造工程を示す断面図である。
【図４】有機ＥＬパネル３０の製造工程を示す断面図である。
【図５】ウエットプロセスの各ステップを示す図である。
【図６】インク乾燥時の様子（従来例）を示す断面図である。
【図７】インク乾燥時の様子（従来例）を示す断面図である。
【図８】インク乾燥時の様子（実施の形態）を示す断面図である。
【図９】ＡＦＭで測定した有機発光層の膜形状（比較例１）を示すグラフである。
【図１０】有機発光層の各部位における発光輝度（比較例１）を測定したグラフである。
【図１１】ＡＦＭで測定した有機発光層の膜形状（比較例２）を示すグラフである。
【図１２】有機発光層の各部位における発光輝度（比較例２）を測定したグラフである。
【図１３】ＡＦＭで測定した有機発光層の膜形状（実施例）を示すグラフである。
【図１４】有機発光層の各部位における発光輝度（実施例）を測定したグラフである。
【図１５】インクの増粘率と、各乾燥ステップで形成される有機膜の膜厚比との関係を示
すグラフである。
【図１６】インクの粘度とインクの溶質濃度との関係を示すグラフである。
【図１７】変形例に係るパネル３０Ａの構成を示す断面図である。
【図１８】パネル３０Ａの製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜発明の態様＞
　本発明の一態様における有機膜の製造方法は、基材の第１領域に対し、第１有機材料と
第１溶媒とを含み、増粘率が３．３以上のインクの第１インクを塗布する第１塗布ステッ
プと、前記第１インク中の前記第１溶媒を大気圧未満の第１気圧下で蒸発させ、前記第１
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インクを乾燥させて第１有機膜を形成する第１乾燥ステップとを有する。
【００１１】
　但し前記増粘率は、インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度の２
倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とする。
　ここで本発明の別態様として、前記第１乾燥ステップでは、減圧装置内にて前記第１溶
媒を蒸発させることもできる。
　また、本発明の別態様として、
前記第１乾燥ステップでは、前記第１溶媒の乾燥時間を２分以上１０分以下とすることも
できる。
【００１２】
　また、本発明の別態様として、前記第１乾燥ステップでは、前記第１気圧を０．０１Ｐ
ａ以上１０１３ｈＰａ未満の範囲とすることもできる。
　また、本発明の別態様として、前記基材の前記第１領域と異なる第２領域に対し、第２
有機材料と第２溶媒とを含み、前記増粘率が３．２以下の第２インクを塗布する第２塗布
ステップと、前記第２インク中の前記第２溶媒を大気圧以上の第２気圧下で蒸発させ、前
記第２インクを乾燥させて第２有機膜を形成する第２乾燥ステップとを有することもでき
る。
【００１３】
　また、本発明の別態様として、前記第２乾燥ステップでは、前記第２溶媒の乾燥時間を
２０分以上とすることもできる。
　また、本発明の別態様として、前記第２気圧を１０１３ｈＰａ以上２０００ｈＰａ以下
の範囲とすることもできる。
　また、本発明の別態様として、前記第１塗布ステップ前において、
　前記基材の前記第１領域に対し、第３有機材料と第３溶媒とを含む第３インクを塗布す
る第３塗布ステップと、前記第３インクの前記増粘率が３．２以下である場合には大気圧
以上の気圧下で前記溶媒を蒸発させて第３有機膜を形成し、前記第３インクの前記増粘率
が３．３以上のインクである場合には大気圧未満の気圧下で前記溶媒を蒸発させて第３有
機膜を形成する第３乾燥ステップとを有することもできる。
【００１４】
　また、本発明の別態様として、前記増粘率が３．３以上のインクのインクに含まれる前
記有機材料の分子量は、前記増粘率が３．２以下のインクに含まれる前記有機材料の分子
量よりも高分子量とすることもできる。
　また、本発明の一態様における有機膜の製造方法は、基材に対し、有機材料と溶媒を含
むインクを塗布するインク塗布ステップと、前記塗布した前記インク中の前記溶媒を乾燥
させて有機膜を形成する乾燥ステップとを有する有機膜の製造方法であって、前記乾燥ス
テップでは、前記インクの増粘率が３．２以下である第１の場合には大気圧以上の気圧下
で前記溶媒を乾燥し、前記インクの増粘率が３．３以上のインクである第２の場合には大
気圧未満の気圧下で前記溶媒を乾燥する。
【００１５】
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が乾燥前のインクの初期有機材料濃度
の２倍に達したときのインク粘度μと、乾燥前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とす
る。
　また、本発明の一態様における有機ＥＬパネルの製造方法は、基板の表面に複数の第１
電極を形成する第１電極形成ステップと、前記基板の表面に、前記各第１電極の形成位置
に合わせて複数の開口部を有する隔壁を形成する隔壁形成ステップと、前記各開口部の内
部に有機材料と溶媒とを含むインクを塗布し、前記溶媒を蒸発させて有機発光層を形成す
る有機発光層形成ステップと、前記有機膜の上に第２電極を形成する第２電極形成ステッ
プとを有する有機ＥＬパネルの製造方法であって、前記有機発光層形成ステップは、前記
開口部の内、第１開口部の内部に対し、第１有機材料と第１溶媒とを含み、増粘率が３．
３以上のインクの第１インクを塗布する第１インク塗布ステップと、前記第１インク中の
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前記第１溶媒を大気圧未満の第１気圧下で蒸発させ、前記第１インクを乾燥させて第１有
機膜を形成する第１インク乾燥ステップとを有する。
【００１６】
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度
の２倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とす
る。
　ここで本発明の別の態様として、前記第１インク乾燥ステップでは、減圧装置内にて前
記第１溶媒を蒸発させることもできる。
【００１７】
　また本発明の別の態様として、前記第１インク乾燥ステップでは、前記第１溶媒の乾燥
時間を２分以上１０分以下とすることもできる。
　また本発明の別の態様として、前記第１インク乾燥ステップでは、前記第１気圧を０．
０１Ｐａ以上１０１３ｈＰａ未満の範囲とすることもできる。
　また本発明の別の態様として、前記有機発光層形成ステップは、前記開口部の内、前記
第１開口部と異なる第２開口部の内部に対し、第２有機材料と第２溶媒とを含み、増粘率
が３．２以下の第２インクを塗布する第２インク塗布ステップと、前記第２インク中の前
記第２溶媒を大気圧以上の第２気圧下で蒸発させ、前記第２インクを乾燥させて第２有機
膜を形成する第２インク乾燥ステップとを有することもできる。
【００１８】
　また本発明の別の態様として、前記第２インク乾燥ステップでは、前記第２気圧を１０
１３ｈＰａ以上２０００ｈＰａ以下の範囲とすることもできる。
　また本発明の別の態様として、前記第２インク乾燥ステップでは、前記第２溶媒の乾燥
時間を２０分以上とすることもできる。
　また本発明の別の態様として、前記第１インクに含まれる前記有機材料の分子量は、前
記第２インクに含まれる前記有機材料の分子量よりも高分子量とすることもできる。
【００１９】
　また本発明の別の態様として、前記隔壁形成ステップと前記有機発光層形成ステップと
の間に、前記各開口部の内部に第３有機材料と第３溶媒とを含む第３インクを塗布し、第
３溶媒を蒸発させて有機機能層を形成する有機機能層形成ステップを有し、前記有機機能
層形成ステップでは、前記第３インクの前記増粘率が３．２以下である第１の場合には大
気圧以上の第１気圧下で前記溶媒を蒸発させ、前記第３インクの前記増粘率が３．３以上
のインクである第２の場合には大気圧未満の第２気圧下で前記溶媒を蒸発させることもで
きる。
【００２０】
　また、本発明の一態様における有機ＥＬパネルの製造方法は、基板の表面に複数の第１
電極を形成する第１電極形成ステップと、前記基板の表面に、前記各第１電極の形成位置
に合わせて複数の開口部を有する隔壁を形成する隔壁形成ステップと、前記各開口部の内
部に有機機能材料と溶媒とを含むインクを塗布して有機機能層を形成する有機機能層形成
ステップと、前記有機機能層の上に有機発光層を形成する有機発光層形成ステップと、前
記有機膜の上に第２電極を形成する第２電極形成ステップとを有する有機ＥＬパネルの製
造方法であって、前記有機機能層形成ステップでは、前記インクの前記増粘率が３．２以
下である場合には大気圧以上の第１気圧下で前記溶媒を蒸発させ、前記インクの前記増粘
率が３．３以上のインクである場合には大気圧未満の第２気圧下で前記溶媒を蒸発させる
。
【００２１】
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が塗布前のインクの初期有機材料濃度
の２倍に達したときのインク粘度μと、塗布前の初期インク粘度μ０との比μ／μ０とす
る。
　また、本発明の一態様における有機膜の製造方法は、基材に対し、有機材料と溶媒を含
むインクを塗布するインク塗布ステップと、前記塗布した前記インク中の前記溶媒を乾燥
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させて有機膜を形成する乾燥ステップとを有する有機膜の製造方法であって、前記乾燥ス
テップでは、前記インクの増粘率に応じて、前記溶媒を乾燥させる雰囲気中の気圧を設定
する。
【００２２】
　但し前記増粘率は、前記インク中の有機材料濃度が乾燥前のインクの初期有機材料濃度
よりも高濃度に達したときのインク粘度μと、乾燥前の初期インク粘度μ０との比μ／μ
０とする。
　＜発明に至った経緯＞
　本願発明者らはウエットプロセスを用いた有機膜の製造方法について継続した研究を行
ったところ、基材に塗布したインクの乾燥ステップが有機膜の膜形状を考慮する上で重要
であり、インクを乾燥させる乾燥ステップをどのように実施するかによって有機膜の膜形
状が変化することを見出した。
【００２３】
　一般的なインクの乾燥ステップとしては、基材に対して１種または複数種のインクを塗
布した場合、いずれも各インクを一括して大気圧下で自然乾燥するか、或いは各インクを
一括して減圧雰囲気下で強制乾燥する方法が採られている。しかしながら、基材に複数種
のインクを塗布して異なる種類の有機膜を同時期に形成する場合、物性や特性の異なる複
数のインクに対して画一的な乾燥ステップを実施すると、各インクが経る個々の乾燥過程
の違いより、形成される各有機膜の膜形状がばらつくことが分かった。
【００２４】
　この点について本願発明者らがさらに検討したところ、インクの物性のうち、乾燥過程
におけるインクの増粘率の違いが有機膜の膜形状に大きく影響するとの知見を得た。そこ
で本発明の一態様における有機膜の製造方法では、乾燥ステップにおいて、インクの増粘
率に応じて、前記溶媒を乾燥させる雰囲気中の気圧を設定するものとした。
　尚、ここで言うインクの「増粘率」とは、インク中の有機材料濃度が塗布前（乾燥前）
のインクの初期有機材料濃度の２倍に達したときのインク粘度μと、塗布前（乾燥前）の
初期インク粘度μ０との比μ／μ０を指す。本願発明者らの行った実験により、インクの
増粘率が３．３以上のインクか３．２以下かでインクの乾燥ステップを異ならせることが
有効であることが分かった。以下、増粘率が３．３以上のインクを「高増粘率インク」、
増粘率が３．２以下のインクを「低増粘率のインク」と称する。
【００２５】
　具体的に、本発明の一態様における有機膜の製造方法では、高増粘率インク（第１イン
ク）を基材の第１領域に塗布する場合において、高増粘率インクを大気圧未満の第１気圧
下に置き、第１インク中の溶媒（第１溶媒）を蒸発乾燥させることで、溶媒蒸発速度を比
較的速く設定する。これにより流動性の低いインクの対流速度を速め、インク中の有機材
料（第１有機材料）を広く拡散させて局所的な堆積を防止することで、有機膜の膜厚を均
一に図ることができる。
【００２６】
　本発明の一形態における有機膜の製造方法は、以上の技術思想に至ったものであり、乾
燥時に粘度が高まり易い高増粘率のインクを基材に塗布し、有機膜を形成する場合であっ
ても、膜厚を均一にして、平坦な膜形状の各有機膜を形成することが可能である。
　また、本発明の別の形態における有機膜の製造方法では、第２有機材料と第２溶媒を含
む低増粘率インク（第２インク）を基材に塗布した場合、低増粘率インクを大気圧以上の
第２気圧下に置き、第２溶媒を蒸発乾燥させることで、溶媒蒸発速度を比較的緩やかに設
定する。これにより、低増粘率インクの不要な対流を抑制し、低増粘率インクが過度に移
動して第２有機材料が局所的に堆積するのを防止することで、膜厚が均一な有機膜を得る
ことができる。
【００２７】
　尚、増粘率が３．２超３．３未満のインクに関しては、大気圧以上、大気圧未満のいず
れの気圧下で乾燥させても比較的均一な膜形状となることが分かっている。
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＜実施の形態＞
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
（有機ＥＬパネル３０）
　図１（ａ）、図１（ｂ）に有機ＥＬパネル３０（以下、単に「パネル３０」と称する。
）の構成を示す。図１（ａ）は、パネル３０のＸＺ断面図である。図１（ｂ）はパネル３
０を構成するＥＬ基板１０の１画素周辺部分を示すＸＹ正面図である。
【００２８】
　パネル３０では、図１（ａ）に示すように、赤（Ｒ）色、青（Ｂ）色、緑（Ｇ）色の各
発光色の有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが、基板１の隔壁５で区画された各
領域に対して配設される。有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂは、パネル３０全
体ではＹ方向に同色で配列され、ＸＹ方向にマトリクス状に配設されている。パネル３０
において有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの各々はサブピクセルを構成する。
また、隣接する３つの有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが１組となり、１画素
（ピクセル）を構成する。
【００２９】
　尚、Ｘ方向に沿って、例えば１画素毎や数画素毎にバスバー（補助配線）領域を設ける
こともある。
　図１（ａ）に示すように、パネル３０はＥＬ基板１０とカラーフィルター（ＣＦ）基板
２０とを対向配置させてなる。
　ＥＬ基板１０は、基板１と、平坦化膜２と、その上面に同順に積層された第１電極（こ
こでは陽極）３と、ホール注入層４とを有する。さらにホール注入層４の上には、隣接す
る隔壁（バンク）５の間に、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂと、電子輸送層７と、第２電極
（ここでは陰極８）と、封止層９とを有する。
【００３０】
　ＣＦ基板２０は、ベース基板１１と、ブラックマトリクス（ＢＭ）１２と、ＣＦ層１３
Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂとを有する。
　パネル３０において、陽極３、電極被覆層３、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ、ＣＦ層１
３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂは、有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ毎に対応して個別
に形成される。ホール注入層４、電子輸送層７、陰極８、封止層９は基板１の平面全体に
わたり一様に形成される。
【００３１】
　尚、パネル３０では陽極３を可視光反射材料で構成し、陰極２を可視光透過材料で構成
することで、有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂをトップエミッション型として
いる。
　パネル３０の利用形態の例としては、パネル３０を不図示の駆動制御部及び駆動回路と
接続し、オーディオ装置と組み合わせたテレビジョンシステムの一部とすることができる
。パネル３０は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のようにバックライトを必要としないので薄
型化に適しており、システムデザイン設計という観点から優れた特性を発揮する。
【００３２】
　以下、パネル３０の各構成要素を述べる。
　［基板１］
　基板１は有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの基材となる部分であり、基板本
体の表面に公知のＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を含むＴＦＴ配線部が形成されてなる。
　［平坦化膜２］
　平坦化膜２は、絶縁性材料からなり、基板１の表面（ＴＦＴ配線部側）を外部より絶縁
且つ平坦化する目的で設けられる。尚、陽極３の直下に対応する位置には、陽極３をＴＦ
Ｔ配線部と電気接続するためのコンタクトホール（不図示）が存在する。
【００３３】
　［陽極３］
　陽極３は、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ側にホールを供給する目的で、平坦化膜２の表
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面に設けられる。本実施の形態では、有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂをトッ
プエミッション型とするため、陽極３に可視光反射特性を持たせている。
　［ホール注入層４］
　ホール注入層（ＨＩＬ）４は有機発光層６側にホールを注入する際の注入効率を高める
目的で配設される。
【００３４】
　［隔壁５］
　隔壁５は絶縁性材料からなり、図１（ｂ）に示すように、Ｙ方向を長軸方向、Ｘ方向を
短軸方向とする複数の開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂを有するように形成される。
開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂは、パネル３０においてＸＹ方向にマトリクス状に
配列され、サブピクセルを区画する井桁構造をなすように存在している。尚、図１（ｂ）
のＥＬ基板１０では開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂの形状と配置を示すため、ＥＬ
基板１０の電子輸送層７、陰極８、封止層９を省略している。
【００３５】
　［有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ］
　有機発光層（ＥＭＬ）６Ｒ、６Ｇ、６Ｂは基板１に形成された有機膜（機能膜）の一つ
であって、駆動時に陽極３側から供給されるホールと、陰極８側から供給される電子とを
再結合することで発光する。有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの有機発光層６
Ｒ、６Ｇ、６Ｂは、同順に赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の有機発光材料を含んで
構成されている。
【００３６】
　［電子輸送層７］
　電子輸送層（ＥＴＬ）７は、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ側へ電子を輸送する輸送効率
を高める目的で配設される。
　［陰極８］
　陰極８は、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ側に電子を供給する目的で配設された電極であ
り、有機発光層６の発光を透過させるために可視光透過性を有する。
【００３７】
　［封止層９］
　封止層９は、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂが水分や空気等の不純物に触れて劣化するの
を抑制する目的で配設される。
　［ベース基板１１］
　ベース基板１１はＣＦ基板２０の基材であり、有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１０
０Ｂの発光を透過させる透明部材で構成される。
【００３８】
　［ＢＭ１２］
　ＢＭ１２は各隔壁５の頂部の位置に合わせて設けられた黒色層であり、パネル３０の表
示面への外光の照り返しや外光の入射を防止し、表示コントラストを向上させる目的で配
設される。
　［ＣＦ層１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂ］
　ＣＦ層１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂは、各有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂからの発光色をそれ
ぞれ一定の発光波長に調整して外部に取り出す目的で配設される。
＜パネル３０の製造方法＞
　次に、パネル３０の製造方法を図２－図４の断面図及び図５の製造ステップ図を用いて
例示する。
（ＥＬ基板１０の作製）
［基板１、平坦化膜２、陽極３、ホール注入層４、隔壁５の形成］
　基板本体にＴＦＴ配線部を形成し、基板１を準備する。
【００３９】
　基板１の表面に、スピンコート法等に基づき、一様に絶縁性樹脂材料を配設する。公知
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のフォトレジスト及びフォトエッチング法（以下、単に「ＰＲ／ＰＥ法」と称する。）に
基づき、絶縁性樹脂材料をパターニングすることにより、平坦化膜２（厚さ４μｍ）を形
成する（図２（ａ））。このとき各陽極３が形成される直下の位置に対応して、平坦化膜
２中にＴＦＴ配線部に至るコンタクトホールを存在させる。
【００４０】
　次に、平坦化膜２の表面に、スパッタリング法や真空蒸着法に基づいてＡｇ材料等から
なる金属薄膜を成膜する。これをＰＲ／ＰＥ法でパターニングすることにより、基板１上
一定間隔ごとに複数の陽極３（厚み１５０ｎｍ）を形成する。このとき、陽極３がコンタ
クトホールを通じてＴＦＴ配線部と電気接続されるようにする。
　尚、陽極３は上記のように単層構造とする他、Ａｇ材料等からなる金属薄膜を形成し、
金属薄膜の上にプラズマ蒸着法等でＩＴＯ等からなる透明導電膜（厚み１１０ｎｍ）を積
層した２層構造としても構成できる。
【００４１】
　次に、陽極３を形成した平坦化膜２の表面全体にわたり、スパッタリング法等に基づき
、遷移金属薄膜を形成する。遷移金属薄膜を酸化することでホール注入層４（厚み４０ｎ
ｍ）を成膜する（図２（ｂ））。
　ホール注入層４の表面に対し、スピンコート法等に基づき、有機材料を含む隔壁材料層
を一様に配設する。ＰＲ／ＰＥ法に基づき現像処理とベーク処理とを順次実施し、不要な
隔壁材料層を除去することで、一定のパターニング形状を有する隔壁５（高さ１μｍ）を
形成する（図２（ｃ））。
【００４２】
　尚、形成後の隔壁５の表面に対し、振動エネルギーが４５８－４７２ｋＪ／ｍｏｌ程度
の紫外線を照射して隔壁材料層の残渣を分解除去してもよい。紫外線照射には例えば主波
長２５４ｎｍ（振動エネルギー４７２ｋＪ／ｍｏｌ）に主な放射強度を有する低圧水銀ラ
ンプを用いることができる。また隔壁５の表面に紫外線照射を行うことで、紫外線照射し
た領域のインクに対する付着性を向上（撥液性を低減）させることもできる。
【００４３】
　尚、隔壁材料層に無機材料を用いることもできる。この場合は有機材料を用いる場合と
同様に隔壁材料層を塗布方法で配設できる。無機材料からなる隔壁材料層のパターニング
は、一例としてエッチング液（ＴＭＡＨ：テトラメチルアンモニウムハイドロキシオキサ
イド）等を用いて現像処理して行う。
［有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂの形成］
　次に、ウエットプロセスにより、基材（基板１）上の第１領域（開口部１０１Ｂ）及び
第２領域（開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ）の各内部に、それぞれ一定の発光色の有機発光材
料と溶媒とを含む各インクを塗布する。その後、各インクの溶媒を蒸発乾燥させ、有機発
光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ（厚さ４０－９０ｎｍ）を形成する。ウエットプロセスとしては、
グラビア印刷法やインクジェット法等が挙げられる。
【００４４】
　ここで本実施の形態では、各インクの増粘率が予め用意した基準値（＝３）以上か未満
かによって、各インクの乾燥ステップを区別して実施する点に特徴を有する。
　以下、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂをウエットプロセスで形成する方法を説明する。図
５に、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂを形成するためのウエットプロセスの各ステップを示
す。
（ｉ）概要
　本実施の形態におけるウエットプロセスの概要は、まず開口部１０１Ｂの内部に高増粘
率インクを塗布し（第１インク塗布ステップＳ１）、これを大気圧未満の気圧下（減圧雰
囲気下）にて強制乾燥させる（第１インク乾燥ステップＳ２）。高増粘率インクを比較的
低気圧下で乾燥させることで溶媒蒸発速度を速め、且つ、高増粘率インクの対流速度を速
める。これにより乾燥過程で粘度が急速に増加し、流動性が低下しても、溶質（有機発光
材料）を開口部１０１Ｂ内に広く拡散させ、膜厚が均一で膜形状が平坦な有機膜（有機発
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光層６Ｂ）を形成する。
【００４５】
　次に、開口部１０１Ｒ、１０１Ｇの各内部に低増粘率インクを塗布し（第２インク塗布
ステップＳ３）、これを大気圧以上の気圧下にて自然乾燥させる（第２インク乾燥ステッ
プＳ４）。低増粘率インクを比較的高気圧下で乾燥させることで溶媒蒸発速度と溶媒蒸発
に伴うインクの対流速度とを緩やかに抑える。これにより開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ内に
おける溶質（有機発光材料）の局所的な堆積を防ぎ、膜厚が均一で膜形状が平坦な有機膜
（有機発光層６Ｒ、６Ｇ）を形成する。
【００４６】
　尚、「溶媒蒸発速度」とは、各開口部内のインクにおける溶媒の平均蒸発速度を指す。
　以下、ステップ毎に、図６－図８の断面図を用いて詳細を説明する。
　（ｉｉ）第１インク塗布ステップＳ１及び第１インク乾燥ステップＳ２
　次に、高増粘率インクを大気圧下で自然乾燥させた場合の様子を図６（ａ）、図６（ｂ
）のＸＺ断面図に模式的に示す。
【００４７】
　図６（ａ）に示すように、一般に開口部（ここでは１０１Ｂ）内にインクを塗布した場
合、溶媒蒸気濃度（溶媒密度）は、開口部両端部領域（隣接する隔壁５の近傍領域）で低
く、開口部中央領域（隔壁５より遠い領域）で高くなる。溶媒の蒸発乾燥は溶媒密度の小
さい開口部両端部領域から始まるため、蒸発する溶媒を補おうとして開口部内中央領域か
ら開口部端部に向けてインクの対流が発生する。蒸発する溶媒の密度差により、蒸発乾燥
中の開口部端部領域における溶媒蒸発速度Ｖ１は、開口部中央領域における溶媒蒸発速度
Ｖ３よりも速くなる。従って溶媒の多くは開口部中央領域から開口部端部領域に向けて対
流速度Ｖ２で対流し、その後、溶媒蒸発速度Ｖ１で蒸発乾燥していく（図６（ａ））。
【００４８】
　ここで開口部（ここでは１０１Ｂ）内に高増粘率インク６ＢＸ´を塗布し、これを大気
圧下で自然乾燥させた場合、開口部中央領域では溶媒蒸発速度Ｖ３、開口部両端部領域で
は溶媒蒸発速度Ｖ１で溶媒がそれぞれ蒸発する。高増粘率インク６ＢＸ´の流動性は低い
ため、溶媒蒸発速度Ｖ１に比べて対流速度Ｖ２は非常に小さい（Ｖ１＞＞Ｖ２）。このた
め溶媒蒸発の進行に伴い、開口部両端部領域では開口部中央領域に比べて溶質が不足する
。形成された有機発光層６Ｂ´では、開口部中央領域での厚みｄ１が開口部両端部領域で
の各厚みｄ２、ｄ３より厚くなった凹型断面形状となり、膜厚が不均一になる（図７（ｂ
））。
【００４９】
　これに対して本実施の形態では、第１インク塗布ステップＳ１で開口部（ここでは１０
１Ｂ）内に高増粘率インク６ＢＸを塗布し（図８（ａ））、その後、第１インク乾燥ステ
ップＳ２で大気圧未満の気圧下（減圧雰囲気下）にて高増粘率インク６ＢＸを強制乾燥さ
せる。これにより溶媒蒸発速度Ｖａを速めて溶媒蒸発速度Ｖａ、Ｖｃ間の速度差を小さく
し、且つ、対流速度Ｖｂを速める。
【００５０】
　その結果、開口部１０１Ｂ内で高増粘率インク６ＢＸを広く拡散でき、開口部中央領域
での溶質の過度の堆積を防止できるとともに、開口部両端部領域での溶質の不足を解消で
きる。従って第１インク乾燥ステップＳ２と同様に、開口部中央領域の厚みＤ１と、開口
部両端部領域での各厚みＤ２、Ｄ３との差を抑えて膜厚が均一な有機発光層６Ｂを形成す
ることができる（図８（ｂ））。
【００５１】
　（iii）第２インク塗布ステップＳ３及び第２インク乾燥ステップＳ４
　図７（ａ）、図７（ｂ）のＸＺ断面図に、低増粘率インクを減圧下で強制乾燥させた場
合の様子を模式的に示す。
　低増粘率インク６ＲＸ´を塗布して強制乾燥させた場合、低増粘率インク６ＲＸ´は流
動性が高いため、開口部中央領域の溶媒蒸発速度Ｖ４、開口部両端部領域の溶媒蒸発速度
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Ｖ６及び対流速度Ｖ５がいずれも比較的速く、対流速度Ｖ５と溶媒蒸発速度Ｖ４との速度
差が相当に小さい（ほぼＶ４＝Ｖ５）。このため溶媒蒸発の進行に伴い、開口部端部領域
では溶質（有機発光材料）が集まり、反対に開口部中央領域では溶質が不足する。形成さ
れた有機発光層６Ｒ´では、開口部中央領域における厚みｄ４が開口部両端部領域におけ
る各厚みｄ５、ｄ６より薄くなった凸形断面形状となり、膜厚が不均一になる（図７（ｂ
））。
【００５２】
　そこで本実施の形態では、第２インク塗布ステップＳ３において低増粘率インク６ＲＸ
、６ＧＸをそれぞれ開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ内に塗布した後（図８（ａ））、第１イン
ク乾燥ステップＳ４において、大気圧以上の気圧下で低増粘率インク６ＲＸ、６ＧＸを自
然乾燥させる（図８（ｂ））。これにより第２インク乾燥ステップＳ４では、図８（ａ）
に示す溶媒蒸発速度Ｖａ、Ｖｃと対流速度Ｖｂのうち、特に溶媒蒸発速度Ｖａと対流速度
Ｖｂを緩やかに保つ。
【００５３】
　その結果、開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ内における低増粘率インク６ＲＸ、６ＧＸの過度
の移動を低減でき、図８（ｂ）のように、開口部端部領域で溶質が堆積するのを防止でき
る。よって、開口部中央領域での厚みＤ１と、開口部両端部領域での各厚みＤ２、Ｄ３と
の差を抑え、有機発光層６Ｒ、６Ｇの全体の膜厚を均一にできる。
　尚、第１インク塗布ステップＳ１及び第１インク乾燥ステップＳ２の両ステップと、第
２インク塗布ステップＳ３及び第２インク乾燥ステップＳ４の両ステップの順は図５の流
れと逆の順（すなわち、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ１、Ｓ２の順）としてもよい。
【００５４】
　（ｉｖ）具体的な設定例
　以下、各ステップＳ１－Ｓ４を適用したウエットプロセスの具体的な設定例を示す。
　まず、有機発光層６Ｂを構成する有機発光材料（第１有機材料）を溶質とし、これを沸
点１７０～３００℃程度の高沸点溶剤（第１溶媒）に溶解して第１インク（高増粘率イン
ク６ＢＸ）を調整する。
【００５５】
　また、有機発光層６Ｒ、６Ｇをそれぞれ構成する有機発光材料（第２有機材料）を溶質
とし、これを上記した高沸点溶剤（第２溶媒）に溶解して、第２インク（低増粘率インク
６ＲＸ、６ＧＸ）を調整する。
　尚、インクの増粘率としては、例えば有機発光材料の分子量によって決定される。有機
発光材料を構成する分子の分子量が高いほど、増粘率が高くなる傾向が見られる。
【００５６】
　次に、隔壁５を形成した基板１（図２（ｃ）参照）を公知のインクジェット装置の作業
テーブルに載置する。インクジェット装置に調整した高増粘率インク６ＢＸを充填し、第
１インク塗布ステップＳ１として、インクジェット法に基づき、開口部１０１Ｂ内に高増
粘率インク６ＢＸを滴下して塗布する（図２（ｄ））。
　その後２０分程度時間経過したら、第１インク乾燥ステップＳ２を実施する。基板１を
減圧装置（真空乾燥機等）のチャンバー内部に載置し、ドライポンプ、メカニカルブース
ターポンプ等を利用して雰囲気を大気圧(１０１３ｈＰａ)未満の第１気圧まで減圧し、溶
媒を蒸発させる。このときの気圧としては０．０１Ｐａ以上大気圧(１０１３ｈＰａ)未満
の範囲が好ましく、一例として１Ｐａ程度に設定できる。減圧下で強制乾燥を実施する時
間は、チャンバー内の圧力が飽和するまでの時間とし、例えば２分以上１０分以下の範囲
に設定できる。
【００５７】
　以上の第２インク乾燥ステップＳ２を終えると、膜厚が均一な有機発光層６Ｂを形成で
きる。
　次に、第２インク塗布ステップＳ３として、Ｓ１と同様にインクジェット法に基づき、
開口部１０１Ｒ内に低増粘率インク６ＲＸ、開口部１０１Ｇ内に低増粘率インク６ＧＸを
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それぞれ滴下して塗布する（図２（ｅ））。
【００５８】
　次に、第２インク乾燥ステップＳ４として、低増粘率インク６ＲＸ、６ＧＸを大気中ま
たは不活性ガス雰囲気（Ｎ2雰囲気等）中で、大気圧以上の第２気圧下にて２０分以上放
置し、緩やかに溶媒を蒸発させる。このときの気圧としては大気圧(１０１３ｈＰａ)以上
２０００ｈＰａ以下が好ましく、一例として大気圧（１０１３ｈＰａ程度）を例示できる
。これにより、膜厚が均一な有機発光層６Ｒ、６Ｇが形成される（図２（ｄ））。尚、減
圧装置のチャンバー内において第２インク乾燥ステップＳ４を実施することもできる。外
気と遮断されたチャンバー内で溶媒を蒸発させれば、乾燥中の有機発光層６Ｒ、６Ｇに雰
囲気中の不純物が付着するのを防止できる。
【００５９】
　尚、第１インク乾燥ステップＳ２または第２インク乾燥ステップＳ４の少なくともいず
れか終了後に、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂのいずれかを加熱してベーク処理を実施する
こともできる。
　尚、上記インクの構成例では、６ＲＸ、６ＧＸを低増粘率のインクとし、６ＢＸを高増
粘率のインクとしたが、当然ながらインクの組成を変更することで、６ＲＸ、６ＧＸ、６
ＢＸのいずれかを低増粘率とし、その他を高増粘率とすることもできる。
【００６０】
　また第１インク乾燥ステップＳ２では、高増粘率インク６ＢＸを完全に乾燥させること
が望ましいが、これは必須ではない。高増粘率インク６ＢＸの乾燥が不完全であっても、
溶質の流動が停止しており、有機膜の形状が固定していれば、第２インク塗布ステップＳ
３に移行することができる。
　なお、インクの増粘率が３．２超３．３未満の範囲であれば、乾燥ステップにおける雰
囲気圧は限定されず、大気圧未満或いは大気圧以上のいずれであってもよい。
【００６１】
　［電子輸送層７、陰極８、封止層９の形成］
　次に、真空蒸着法等に基づき、真空クラスタ内で有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂの上面及
び隔壁５の表面にわたり、電子輸送層７（厚さ３５ｎｍ）を形成する（図３（ａ））。
　電子輸送層７の上面に、真空蒸着法等に基づき、陰極８（厚さ１００ｎｍ）を形成する
。以上でＥＬ基板中間体１０Ｘが完成する（図３（ｂ））。
【００６２】
　その後、真空蒸着法等に基づき、陰極８の上面に封止層９（厚さ１μｍ）を形成する。
これによりＥＬ基板１０が完成する（図１（ａ））。
（ＣＦ基板２０の作製）
　ベース基板１１の表面に対し、黒色材料及び樹脂材料を含むブラックマトリクス材料を
一様に配設する。ＰＥ／ＲＥ法に基づき、一定間隔毎にＢＭ１２をパターニング形成する
（図４（ａ））。このときＢＭ１２の位置は、ＥＬ基板１０の隔壁５の頂部と対向する位
置に合わせる（図１（ａ）参照）。
【００６３】
　次に、隣接するＢＭ１２同士の間隙に対し、カラーフィルター材料を含むインクを塗布
し、これを乾燥させることでＣＦ層１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂを形成する（図４（ｂ））。
　以上でＣＦ基板２０が完成する。
（パネル３０の完成）
　上記完成させたＥＬ基板１０とＣＦ基板２０とを、シール材を用いて貼り合わせる。こ
れによりパネル３０が完成する。
【００６４】
　なお、ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０とをシール材にて貼り合わせた後は、公知のスクラ
イブ・ブレイク工程を実施し、パネルを一定サイズ毎に切り分けることもできる。
＜考察＞
　本発明の有機膜の製造方法が奏する効果を各種実験により調べ、実験結果を考察した。
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　以下、第１インク乾燥ステップＳ２を「強制乾燥」、第２インク乾燥ステップＳ４を「
自然乾燥」と称する。
（１）有機膜の膜形状と有機ＥＬ素子の発光特性について
　図９は、高増粘率インクを開口部内に塗布し、大気圧下で自然乾燥させて形成した有機
発光層（比較例１）について、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で観察したＸＺ断面図である。
図１０は、有機発光層（比較例１）を備える有機ＥＬ素子を駆動させた際の発光輝度分布
図である。
【００６５】
　図９に示すように、高増粘率インクを大気圧下で自然乾燥させると、開口部中央領域の
膜厚ｔ１が隔壁に近い領域の各膜厚ｔ２、ｔ２´（膜厚ｔ１の位置から開口部両端部領域
までの距離の１／２の位置の膜厚）に比べて厚くなり（ｔ１＞ｔ２（ｔ２´））、全体と
して上方に凸形の断面形状を持つ有機発光層が形成される。この有機発光層を発光させた
場合は図１０のように、有機発光層の厚みが薄い膜厚ｔ２（ｔ２´）付近の領域に電界が
集中し、開口部両端部領域で相対的に輝度が明るくなり、これ以外の領域では相対的に輝
度が暗くなる。これにより輝度ムラが生じて発光特性が低くなる。また膜厚ｔ２（ｔ２´
）が薄い領域に過度に電界が集中すると電流密度が高くなり、この領域で有機発光層の劣
化を招くおそれもある。
【００６６】
　次に図１１は、低増粘率インクを開口部内に塗布し、減圧雰囲気下で強制乾燥させて形
成した有機発光層（比較例２）について、ＡＦＭで観察したＸＺ断面図である。図１２は
、有機発光層（比較例２）を備える有機ＥＬ素子を駆動させた際の発光輝度分布図である
。有機発光素子の駆動条件は比較例１と同様に設定している。
　図１１に示すように、低増粘率インクを減圧雰囲気下で強制乾燥させると、開口部中央
領域の膜厚ｔ１が開口部両端部領域の膜厚ｔ２（ｔ２´）に比べて薄くなり（ｔ１＜ｔ２
（ｔ２´））、全体として下方に凹形の断面形状を持つ有機発光層が形成される。この有
機発光層を発光させた場合は図１２のように、有機発光層の厚みが薄い膜厚ｔ１付近の開
口部中央領域に電界が集中し、相対的に輝度が明るくなる。一方、膜厚ｔ２（ｔ２´）付
近の開口部両端部領域では電界が低くなり、相対的に輝度も暗くなる。従って、この場合
も輝度ムラが生じ、発光特性が低くなるほか、膜厚ｔ１付近の電界集中部分で有機発光層
が劣化するおそれもある。
【００６７】
　図１３は、高増粘率インクを開口部内に塗布し、減圧雰囲気下で強制乾燥させて形成し
た有機発光層（実施例１）について、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で観察したＸＺ断面図で
ある。図１４は、有機発光層（実施例１）を備える有機ＥＬ素子を駆動させた際の発光輝
度分布図である。
　図１３に示すように、高増粘率インクを減圧雰囲気下で強制乾燥させ、蒸発速度を促進
させることで、インクの対流速度が促進され、開口部中央領域における溶質の堆積を防止
できる。このように対流速度と溶媒蒸発速度のバランスを取った結果、開口部内全体にわ
たり、均一な膜厚（ほぼｔ１＝ｔ２（ｔ２´））を持つ平坦な有機発光層を形成できる。
【００６８】
　このような実施例１の有機発光層を持つ有機ＥＬ素子を駆動させた場合、図１４に示す
ように、開口部全体にわたり均一な発光輝度が得られ、輝度ムラの発生を防止した優れた
発光特性となる。
　尚、図示しないが、低増粘率インクを自然乾燥させた場合は、溶媒蒸発速度を緩やかに
保つことで、インクの対流速度と溶媒蒸発速度のバランスを取ることができる。その結果
、不要な溶質の移動を低減できるため、図１３のように開口部内全体にわたって均一な膜
厚（ほぼｔ１＝ｔ２）を持つ平坦な有機発光層が形成される。従って、この場合も図１４
のように輝度ムラの少ない優れた発光特性が得られる。
【００６９】
　このような実施例の各有機発光層を備える有機ＥＬ素子を用いて有機ＥＬパネルを構成
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すれば、インクの増粘率の差異に起因する輝度ムラの発生を防止し、良好な画像表示性能
を発揮できる有機ＥＬパネルを期待できる。
（２）有機膜の膜形状とインクの増粘率について
　（ｉ）
　インクの増粘率とインクの乾燥ステップの違いとが有機膜の形状に及ぼす影響を調べる
ため、以下の考察を行った。
【００７０】
　まず、基板の開口部内に低増粘率のインクを塗布し、自然乾燥させたときの有機膜の膜
形状を定義した。すなわち図１１に示す有機膜の膜断面形状（凹形状）を、膜厚比ｔ１／
ｔ２＜１（膜厚比ｔ１／ｔ２を％表記した場合は１００％未満）を満足する形状と定義し
た（定義１）。但し隔壁高さは７００ｎｍ、ｔ１は隔壁中央高さの側面位置より開口部中
央領域側に７．５μｍ離れた位置の膜厚とする。
【００７１】
　一方、基板の開口部内に高増粘率のインクを塗布し、強制乾燥させたときの有機膜の膜
形状を定義した。すなわち図９に示す有機膜の膜断面形状（凸形状）を、膜厚比ｔ１／ｔ
２＞１（膜厚比ｔ１／ｔ２を％表記した場合は１００％超）を満足する形状と定義した（
定義２）。隔壁高さ及びｔ１の定義は図１１と同様である。
　このような定義１、２に基づけば、膜厚が均一で膜平坦性が高い有機膜は、膜厚比ｔ１
／ｔ２（％）が１００％か、１００％にできるだけ近い形状であると言える。
【００７２】
　尚、パネル３０の商品性能を考慮すると、実際には膜厚比ｔ１／ｔ２（％）は９０％以
上１００％以下の範囲にあることが望ましい。
　（ｉｉ）
　次に、各増粘率を有する複数のインクをそれぞれ基板の開口部内に塗布し、溶媒を自然
乾燥または強制乾燥させ、これにより形成した各有機膜の膜厚比ｔ１／ｔ２をＡＦＭによ
り測定した。
【００７３】
　本実験には以下の各有機発光材料と、溶媒（シクロヘキシルベンゼン、メトキシトルエ
ンの混合溶媒）とを含むインクを用いた。インク粘度は濃度０．４％以上２．０％程度の
間で適宜調整した。
　インクＮｏ．１：分岐型１、４－フェニレンジアミン含有高分子化合物（増粘率μ／μ
０＝１．５）
　インクＮｏ．２：特開２０１０－１９２１２１号公報第０１５５段落に記載の芳香族化
合物（増粘率μ／μ０＝１．８）
　インクＮｏ．３：メトキシ－エチル－ヘキソキシ　ポリフェニレンビニレン（ＭＥＨ／
ＰＰＶ、増粘率μ／μ０＝４．０）
　また、インクの各乾燥条件は以下の通りに設定した。
【００７４】
　自然乾燥条件：インク塗布後、大気圧（１０１３ｈＰａ）下にて乾燥温度２５℃（室温
）、乾燥時間２０分で乾燥させた。
　強制乾燥条件：インク塗布後、減圧装置内で雰囲気圧を大気圧から減圧雰囲気（１Ｐａ
）まで２０分掛けて減圧し、１Ｐａにて乾燥温度室２５℃（室温）、乾燥時間２０分で乾
燥させた。
【００７５】
　このときの測定結果を図１５のグラフに示す。
　（ｉｉｉ）
　図１５のグラフに示した結果を見ると、インク増粘率が比較的低い場合（増粘率１．５
のインクＮｏ．１、増粘率１．８のインクＮｏ．２）、インクを強制乾燥した場合は膜厚
比ｔ１／ｔ２（％）が１００％を大きく下回り、断面形状が凹形状の有機膜が形成される
。しかしながらインクを自然乾燥した場合は膜厚比ｔ１／ｔ２（％）が１００％に近づき
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、膜厚が均一方向に向かうことを確認できる。これは溶媒の蒸発速度及びインクの対流速
度を緩やかにしたことで、溶質の有機発光材料が開口部両端部領域に多く堆積するのが防
止されたためであると考えられる。
【００７６】
　一方、インクの増粘率が比較的高い場合（増粘率４．０のインクＮｏ．３）、インクを
自然乾燥した場合は膜厚比ｔ１／ｔ２（％）が１００％を大きく上回り、断面形状が凸形
状の有機膜が形成される。これに対し、インクを強制乾燥した場合には膜厚比ｔ１／ｔ２
（％）が１００％に近づき、膜厚の均一化の効果が見られる。この結果が得られた理由と
して、溶媒蒸発速度を促進し、インクの対流速度を向上させたことで、溶質の有機発光材
料が開口部中央領域に多く堆積するのが抑制されたことが考えられる。
【００７７】
　尚、図１５のグラフによれば、インク増粘率が３．２超３．３未満の範囲であれば、イ
ンクの乾燥ステップとして自然乾燥または強制乾燥のいずれを選択しても、膜厚の均一性
が大きく低下する恐れは小さいと言える。
　しかしながら、インク増粘率が３．２超３．３未満の範囲より離れると、乾燥ステップ
として自然乾燥または強制乾燥のいずれを選択するかで、膜厚の均一性が大きく変動する
。膜厚の均一性の観点からは、増粘率が３．３以上であれば強制乾燥が優れ、増粘率が３
．２以下であれば自然乾燥が優れている。
【００７８】
　よって図１５のグラフによれば、増粘率が３．２以下のインクを塗布した場合には自然
乾燥を実施し、増粘率が３．３以上のインクのインクを塗布した場合には強制乾燥を実施
すれば、いずれの場合も膜厚比が１に近くなり、膜厚が均一で平坦な有機膜が得られると
考えられる。図１５のように、乾燥形態の選択による効果は、増粘率が３を離れるほど顕
著に表れる。
【００７９】
　尚、インク中の有機発光材料の初期濃度が高いと、一般に増粘率が高くなる傾向が見ら
れる。ここで図１６は、各粘度を有するインク（ａ）～（ｄ）とインク濃度との関係を示
すグラフである。インク粘度ηは、一例として粘度計ＡＲ－Ｇ２（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔｓ社製）を使用して測定した。図１６に示すように、いずれのインクもインク濃度
（有機発光材料の濃度）の上昇に伴い、粘度の上昇速度が速まっているのが確認できる。
この結果より、一般にインクの初期濃度を比較的高くすれば増粘率を高められると推測で
きる。
【００８０】
　以上の実験より、有機膜の製造方法の乾燥ステップにおいて、インクの増粘率に応じて
、前記溶媒を乾燥させる雰囲気中の気圧を設定すれば、膜厚が均一で平坦な有機膜が得ら
れることが確認された。
＜変形例＞
　次に、第１有機膜及び第２有機膜の各々と重なるように第３有機膜を形成する場合とし
て、有機発光層６Ｂ（第１有機膜）及び有機発光層６Ｒ、６Ｇ（第２有機膜）を形成する
開口部１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂの内部に有機機能層（第３有機膜）を形成する例を
示す。
【００８１】
　図１７は、上記実施の形態の変形例に係るパネル３０Ａの構成を示す断面図である。パ
ネル３０との違いは、ＥＬ基板１０Ａにおいて、ホール注入層４と有機発光層６Ｒ、６Ｇ
、６Ｂとの各間に、有機機能層の一例としてホール輸送層（ＨＴＬ）１４を形成した点に
ある。
　図１８にパネル３０Ａの製造工程を示す。
【００８２】
　パネル３０Ａの製造工程では、隔壁５を形成した後（図２（ｃ）参照）、各開口部１０
１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂに対し、第３有機材料（ホール輸送材料）と第３溶媒（１，３
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－ｄｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｉｍｉｄａｚｏｌｉｄｉｎｏｎｅ（ＤＭＩ））とを含む第３イ
ンク（インク１４Ｘ）を塗布する（図１８（ａ））。その後、インク１４Ｘが低増粘率で
ある場合には、自然乾燥にて溶媒蒸発させる。或いはインク１４Ｘが高増粘率である場合
には、強制乾燥にて溶媒蒸発させる。これにより、増粘率がいずれの場合にも膜厚が均一
なホール輸送層１４が形成される（図１８（ｂ））。
【００８３】
　次に、ホール輸送層１４の表面に対し、上記実施の形態で示したように、有機発光材料
と溶媒とを含むインク６ＲＸ、６ＧＸ、６ＢＸを塗布する（図１８（ｃ））。低増粘率イ
ンク６ＲＸ、６ＧＸについては自然乾燥にて溶媒蒸発させ、高増粘率インク６ＢＸについ
ては強制乾燥させる。これにより、膜厚が均一な各有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂが形成さ
れる（図１８（ｄ））。
【００８４】
　このような変形例に係る有機膜の製造方法によれば、実施の形態で奏される効果に加え
、均一な膜厚のホール輸送層１４を形成することで、ホール輸送効率のばらつきを抑える
とともに、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂの膜形状が下層のホール輸送層１４の膜形状によ
って変動するのを防止する効果も期待できる。
　なお、有機機能層はホール輸送層に限定されず、ウエットプロセスで塗布して形成可能
なその他公知の中間層（ＩＬ）であってもよい。
＜パネル３０の各構成材料＞
　以下、パネル３０の各構成要素の材料を例示する。
【００８５】
　［基板１の材料］
　基板１は絶縁性の基板本体の上に、ＴＦＴ配線部を形成して構成される。基板本体の材
料としては、例えば、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、
硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポ
キシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーン系樹脂、又はアルミナ等の絶縁性
材料等が挙げられる。一方、ＴＦＴ配線部は、有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００
Ｂをアクティブマトリクス駆動方式で駆動するための配線（駆動ＴＦＴ及びスイッチング
ＴＦＴ等の薄膜トランジスタ、電源線、信号線を含む配線）を有するように形成する。Ｔ
ＦＴはアモルファスＴＦＴを利用できる。ＴＦＴ配線部の材料としては公知の金属材料及
び絶縁材料、半導体材料等を用いることができる。
【００８６】
　［平坦化膜２の材料］
　平坦化膜２の材料としては、耐熱性及び絶縁性に優れる樹脂材料、例えばポリイミド系
樹脂またはアクリル系樹脂等が挙げられる。
　［陽極３の材料］
　陽極３の材料としては、アルミニウム、アルミニウム合金、Ａｇ（銀）、ＡＰＣ（銀－
パラジウム－銅合金）、ＡＲＡ（銀－ルビジウム－金合金）、ＭｏＣｒ（モリブデン－ク
ロム合金）、ＮｉＣｒ（ニッケル－クロム合金）等が挙げられる。これらの材料を用いて
単層または複数層構造をなすように構成する。有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００
Ｂをトップエミッション型とする場合、陽極３は可視光反射特性を有する材料で構成する
。
【００８７】
　［ホール注入層４の材料］
　ホール注入層４の材料としては、例えばＡｇ（銀）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃ
ｒ）、バナジウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、ニッケル（Ｎｉ）、イリジウム（Ｉｒ）
等の遷移金属の酸化物が挙げられる。或いは、金属窒化物、ＰＥＤＯＴ（ポリチオフェン
とポリスチレンスルホン酸の混合物）等の有機材料を用いることもできる。
【００８８】
　［隔壁５の材料］
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　隔壁５の材料としては、絶縁性を有する有機材料が挙げられる。例えば紫外線硬化樹脂
、アクリル樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック系フェノール樹脂等を含むフッ素成分化
合物等が挙げられる。尚、隔壁５の材料には、エッチング処理、ベーク処理等に対する耐
性や、その他の工程で使用するインクへの耐性が求められる。従って、有機溶剤に対して
耐性を有し、変形や変質を生じにくい材料が望ましい。このため有機材料のうち、フッ素
化ポリオレフィン系樹脂、フッ素化ポリイミド樹脂、フッ素化ポリアクリル樹脂等のフッ
素樹脂を含む感光性レジスト材料が好適である。また市販されているフッ素樹脂としては
、例えば特表２００２－５４３４６９号公報に記載されたフッ素含有ポリマー（フルオロ
エチレンとビニルエーテルとの共重合体である旭硝子株式会社製「ルミフロン（登録商標
）」が挙げられる。
【００８９】
　［ホール輸送層１４の材料］
　ホール輸送層の材料としては、高分子材料または低分子材料のいずれを用いてもよく、
例えば湿式印刷法で成膜できる。上層である有機発光層を形成する際に、有機発光層の材
料と混ざらないよう、ホール輸送層の材料は、架橋剤を含むことが好ましい。ホール輸送
層の材料としては、フルオレン部位とトリアリールアミン部位とを含む共重合体や、低分
子量のトリアリールアミン誘導体を例示できる。架橋剤の例としては、ジペンタエリスリ
トールヘキサアクリレートなどを用いることができる。この場合、ポリスチレンスルホン
酸をドープしたポリ（３、４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）や
、その誘導体（共重合体など）で形成されていることが好適である。
【００９０】
　［有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂの材料］
　有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂの有機発光材料としては、公知の有機高分子材料を利用で
きる。例えば、特開平５－１６３４８８号公報に記載されたオキシノイド化合物、ペリレ
ン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾー
ル化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化
合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コ
ロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロ
ン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジ
エン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン
化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン合物、フルオレセ
イン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テル
ロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサン
テン化合物、アンスラセン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシ
キノリン化合物の金属錯体、２－ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属
との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体等が挙げられる。
【００９１】
　尚、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂをウエットプロセスで形成するためのインクは、上記
有機発光材料と、高沸点溶剤（溶媒）とを含むように構成する。高沸点溶剤としては、シ
クロヘキシルベンゼン、ジエチルベンゼン、デカハイドロナフタレン、メチルベンゾエー
ト、アセトフェノン、フェニルベンゼン、ベンジルアルコール、テトラハイドロナフタレ
ン、イソフォロン、ｎ－ドデカン、ジシクロヘキシル、ｐ－キシレングリコールジメチル
エーテルが挙げられる。これらの溶剤は、単独で用いてもよいし、複数の溶剤を混合した
もの、あるいは上記の高沸点溶剤と、低沸点溶剤とを混合して用いてもよい。
【００９２】
　［電子輸送層７の材料］
　電子輸送層７の材料としては、例えばバリウム、フタロシアニン、フッ化リチウム、或
いはこれらの組み合わせ等を挙げることができる。
　［陰極８の材料］
　陰極８の材料としては、例えばＩＴＯやＩＺＯ等の透明導電性材料が挙げられる。その
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他、アルカリ金属材料やアルカリ土類金属材料、またはアルカリ金属ハロゲン化物やアル
カリ土類金属ハロゲン化物を含む層と銀を含む層とを積層して陰極８を構成できる。銀を
含む層は、銀のみで構成してもよいし、銀合金で構成してもよい。尚、銀を含む層の上か
ら透明度の高い材料を用いて屈折率調整層を設け、陰極８の光取り出し効率を上げること
もできる。有機ＥＬ素子１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂをトップエミッション型とする場
合、陰極８は可視光透過性（好ましくは可視光透過率が８０％以上の特性）を有する材料
で構成する。
【００９３】
　［封止層９の材料］
　封止層９の材料としては、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ）、窒化シリコン（ＳｉＮ）、
酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、炭素含有酸化シリコン（ＳｉＯＣ
）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）等の材料を挙げられる
。
【００９４】
　［ベース基板１１の材料］
　ベース基板１１の材料としては、例えば基板１の基板本体と同様の材料、すなわち無ア
ルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス等の各種ガラ
ス材料の他、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキ
シ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーン系樹脂、又はアルミナ等の絶縁性材
料等が挙げられる。
【００９５】
　［ＢＭ１２の材料］
　ＢＭ１２の材料としては、光吸収性及び遮光性に優れる黒色顔料と、紫外線硬化樹脂材
料との混合材料が挙げられる。
　［ＣＦ層１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂの材料］
　ＣＦ層１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂの材料としては、透明樹脂材料とＲＧＢいずれかの発光
材料（カラーフィルター材料）を含む材料を用いることができる。
【００９６】
　＜その他の事項＞
　パネル３０、３０Ａでは、有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂの下方に陽極３、有機発光層６
Ｒ、６Ｇ、６Ｂの上方に陰極８を配設したが、本発明はこの構成に限定されない。例えば
陽極３と陰極８の位置を逆に配設することもできる。陽極３と陰極８の位置を逆に配設す
る構成でトップエミッション型とする場合、陰極８を反射電極層とし、陽極３を透明電極
層とする必要がある。
【００９７】
　またパネル３０、３０Ａでは、ＲＧＢ各発光色に対応する各有機発光層６Ｒ、６Ｇ、６
Ｂを形成したが、パネル３０上にはＲＧＢ以外の組み合わせの各発光色の有機発光層や、
単色発光型の有機発光層を形成してもよい。
　またパネル３０、３０Ａでは、隔壁５の構造として、いわゆるピクセルバンク構造を例
示した。しかしながら隔壁の構造はこれに限定されず、Ｙ方向を長手方向として複数の隔
壁をストライプ状に形成する、いわゆるラインバンク構造としてもよい。
【００９８】
　有機膜を形成する基材は平板状の基板に限定されず、球状体や直方体等であってもよい
。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、例えば家庭用もしくは公共施設、あるいは業務用の各種表示装置、テレビジ
ョン装置、携帯型電子機器用ディスプレイ等として用いられる有機ＥＬパネルの製造方法
に好適に利用可能である。
【符号の説明】
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【０１００】
　１　　ＴＦＴ基板（基材）
　２　　平坦化膜
　３　　陽極（第１電極）
　４　　ホール注入層
　５　　隔壁（バンク）
　６　　有機発光層
　６ＲＸ、６ＧＸ、６ＢＸ　　有機発光材料と溶媒とを含むインク
　７　　電子輸送層
　８　　陰極（第２電極）
　９　　封止層
　１０、１０Ａ　　ＥＬ基板
　１０Ｘ　　ＥＬ基板中間体
　１１　　ベース基板
　１２　　ブラックマトリクス（ＢＭ）
　１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂ　　カラーフィルター（ＣＦ）層
　１４　　ホール輸送層（ＨＴＬ）
　１４Ｘ　　ホール輸送材料と溶媒とを含むインク
　２０　　ＣＦ基板
　３０、３０Ａ　　有機ＥＬパネル
　１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ　　有機ＥＬ素子
　１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂ　　開口部

【図１】 【図２】
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